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В работе декларируется, что поверхностное упрочнение конструкционного материала деталей ма-
шин физическим воздействием на обрабатываемую поверхность концентрированными потоками энергии
является наиболее универсальным и эффективным способом достижения максимальных функциональных
и эксплуатационных показателей. Рассматриваются технологии поверхностной обработки, которые бази-
руются на использовании высокоэнергетичного потока газометаллической плазмы, который генерируется
аномальным тлеющим разрядом с замкнутым дрейфом электронов. Газометаллическая плазма использует-
ся для модификации поверхностного рабочего слоя металла, а также для нанесения наноструктурного
функционального покрытия. Для генерации газометаллической плазмы в роботе используется планарная
магнетронная распылительная система несбалансированного типа, работающая в режиме частотной моду-
ляции разрядного тока магнетрона.

Основной целью работы является разработка плазменного технологического устройства с сильно-
точным импульсным магнетронным разрядом (СИМР) для генерации энергетичного потока газометалли-
ческой плазмы. Плазменное технологическое устройство предназначено для комплексной упрочняющей
обработки рабочих поверхностей пар трения. Упрочнение достигается поверхностной модификацией
конструкционного материала високоинтенсивным низкоэнергетичным ионным азотированием с после-
дующим нанесением наноструктурного функционального покрытия. Экспериментально подтверждено,
что СИМР пригоден для генерации потока энергетичной газометаллической плазмы, что обеспечивает
качественное упрочнение поверхности конструкционного материала. Плазменное технологическое уст-
ройство предназначено для выполнения всех технологических переходов ионно-плазменной обработки в
едином вакуумном цикле.

В работе исследованы пространственные характеристики потока газометаллической плазмы. Пока-
зано, что разработанное плазменное устройство эффективней для локальной обработки рабочих поверхно-
стей пар трения трубчатого типа. Исследованы локальные параметры плазмы СИМР в области обрабаты-
ваемой поверхности. Получены образцы с комбинированным упрочнением, включающим предваритель-
ное плазменно-пучковое азотирование и финишное нанесение функционального наноструктурного покры-
тия. Показано, что обработка поверхности в режиме СИМР обеспечивает получение рабочих характери-
стик, превышающих функциональные и эксплуатационные характеристики, получаемые при роботе маг-
нетронного устройства в режиме стационарного разряда.
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